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１．概要（Summary） 

レーザー駆動プラズマEUV装置内において、ミラー表

面にスズによる汚染が堆積しミラー特性を劣化させること

が分かっている。本研究では、レーザー研において新た

なクリーニング方法を研究する。そのため EB蒸着装置で

スズ蒸着によりサンプル作成をする。また、リファレンスサ

ンプルおよびクリーニング後のサンプルの表面および表

面近傍の断面分析を行い、クリーニングの効果を検証す

る。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細集束イオンビーム装置 / SEM 付集束イオンビー

ム装置 / EB蒸着装置 

【実験方法】 

 EB 蒸着装置により、Sn をミラー材料に蒸着した。蒸着

前に基板の温度を上昇させておくことで膜質の均質性を

改善させられる[1]ため、本実験でも 473.15 K まで蒸着

前に加熱し、分間 Sn 蒸着を行った。作成した Sn コート

試料の表面および断面観察を高精細集束イオンビーム

装置および SEM 付集束イオンビーム装置で行い、蒸着

膜厚を測定した。Sn クリーニング実験をレーザー研にて

行い、膜厚、表面形状の変化を観察し、クリーニングの影

響と速度を評価した。断面観察には、クラッキング法によ

る垂直断面の SEM 観察と、Ga FIB を用いた断面観察

を使用した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 250 nm 程度に成膜したリファレンスサンプルの断面像

を Fig. 1に示す。温度コントロールにより表面の均質性が

改善した。温度コントロールをしたサンプルをリファレンス

とし、Snクリーニング後の膜厚と比較したところ、38 nmの

Sn膜除去が確認された。 
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６．関連特許（Patent） 
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Fig. 1 The cross section images of Sn layer (a) 

without and (b) with heating. 


